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Resumo

Neste trabalho foram investigadas as propriedades eletroquimicas de filmes finos
amorfos de Oxidos mistos vanadio/ platina em trés diferentes razdes Pt/V, preparados
pela técnica de co-sputtering reativo a partir de alvos metélicos ultrapuros de vanadio e
platina. Além de amostras de V2 O5 puro, foram caracterizados eletroquimicamente trés
tipos de composicdo: Pt0.1V2 O5 , Pt0.5V2 05 e Pt1.0V2 O5 . Os resultados mostraram
que a relacdo Pt/V ¢é fundamental na performance eletroguimica do composto.
Observou-se que grandes quantidades de platina pioram as propriedades eletroquimicas.
No entanto, em nimero reduzido e adequado, essas impurezas, quando incorporadas na
estrutura do pentoxido de vanadio, além de aumentar a capacidade de carga (cerca de
40%), resultaram também em aumento na estabilidade eletroquimica do composto. O
processo se mostrou bastante reversivel ao longo de 100 ciclos de carga e descarga. O
projeto de pesquisa estd em andamento, sendo que foram apresentados apenas
resultados preliminares.
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